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文章摘要：

采用电弧离子镀技术在铸造镍基合金Ｋ１７和Ｎｉ３Ａｌ基合金ＩＣ－６沉积
Ｎｉ－Ｃｒ－Ａｌ－Ｙ涂层. 结果表明, 在沉积过程中由于电弧离子镀的“溅
射”和“反溅射”效应以及基体和涂层发生互扩散的共同作用下, 沉积的Ｎｉ
－Ｃｒ－Ａｌ－Ｙ涂层在靠近基体区含有少量基体元素, 如Ｃｏ, Ｔｉ和Ｍｏ
等, Ｋ１７合金中的Ａｌ元素可抑制Ｃｒ由涂层向基体扩散, ＩＣ－６合金中
由于还含有Ｍｏ元素.
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